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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月10日(2015.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　感光性要素から凸版印刷版を製造する方法であって、
　（ａ）前記感光性要素中の光重合性組成物の層の上方に配置されるｉｎ－ｓｉｔｕマス
クを形成するステップであって、前記光重合性組成物がバインダー、エチレン性不飽和化
合物、および光開始剤を含むステップと；
　（ｂ）不活性ガスおよび３０，０００ｐｐｍ～７５００ｐｐｍの間の酸素濃度を有する
環境中で前記マスクを介して前記光重合性層を化学線に露光して、少なくとも１つの重合
部分および少なくとも１つの未重合部分を形成するステップと；
　（ｃ）有機溶媒溶液、水溶液、半水溶液、または水から選択される少なくとも１種類の
ウォッシュアウト溶液でステップｉｉ）の前記要素を処理することによって処理するステ
ップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記ｉｎ－ｓｉｔｕマスクが化学線不透明領域および開放領域を含み、前記ｉｎ－ｓｉ
ｔｕマスクは前記開放領域中に複数の特徴のパターンを含み、各特徴が５～３０ミクロン
の間の寸法を有し、各特徴は化学線に対して不透明である、請求項１に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１１７】
　グレースケールレベルは、特定のドットパーセント値を意味し、グレースケールレベル
１は０．３９％のドットを有し、グレースケールレベル２は０．７８％のドットを有し、
グレースケールレベル３は１．１８％のドットを有した。露光環境のすべての酸素濃度に
おいて、グレースケールレベル１および２は、溶剤処理後に失われた（すなわち、洗い流
された）。３％以下の酸素濃度を有する環境中で像様露光したプレート（プレート３Ａ、
３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ、３Ｅ）の場合、グレースケールレベル３のドットの美が維持され、す
なわち溶剤処理後に維持された。４％の酸素濃度を有する環境中で露光したプレート（プ
レート３Ｆ）は、グレースケールレベル３が溶剤処理後に失われ、これは非常に大きなデ
ジタル先鋭化が起こったことを示している。
　以下に、本発明の好ましい態様を示す。
［１］　感光性要素から凸版印刷版を製造する方法であって、
　（ａ）前記感光性要素中の光重合性組成物の層の上方に配置されるｉｎ－ｓｉｔｕマス
クを形成するステップであって、前記光重合性組成物がバインダー、エチレン性不飽和化
合物、および光開始剤を含むステップと；
　（ｂ）不活性ガスおよび３０，０００ｐｐｍ～７５００ｐｐｍの間の酸素濃度を有する
環境中で前記マスクを介して前記光重合性層を化学線に露光して、少なくとも１つの重合
部分および少なくとも１つの未重合部分を形成するステップと；
　（ｃ）有機溶媒溶液、水溶液、半水溶液、または水から選択される少なくとも１種類の
ウォッシュアウト溶液でステップｉｉ）の前記要素を処理することによって処理するステ
ップと
を含む方法。
［２］　前記ウォッシュアウト溶液が有機溶媒溶液である、［１］に記載の方法。
［３］　前記不活性ガスが、アルゴン、ヘリウム、ネオン、クリプトン、キセノン、窒素
、二酸化炭素、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、［１］に記載の方
法。
［４］　化学線不透明材料の層が前記光重合性層の上方に配置され、ステップａ）が、前
記化学線不透明層をレーザー放射線に像様露光して、前記ｉｎ－ｓｉｔｕマスクを形成す
るステップを含む、［１］に記載の方法。
［５］　レーザー放射線による前記像様露光のステップが、（ａ）前記化学線不透明層を
前記光重合性層から選択的に融除するステップ、および（ｂ）前記化学線不透明層の一部
を前記光重合性層に選択的に転写するステップからなる群から選択される、［４］に記載
の方法。
［６］　前記ｉｎ－ｓｉｔｕマスクが、複数の特徴のパターンを含む開放領域を含み、各
特徴が５～３０ミクロンの間の寸法を有し、化学線に対して不透明である、［４］に記載
の方法。
［７］　ステップｂ）の前に、前記感光性要素を前記環境のためのチャンバー内に配置す
るステップをさらに含む、［１］に記載の方法。
［８］　前記光重合性層を露光する前記ステップが、前記チャンバー内の酸素濃度が３０
，０００ｐｐｍ～７５００ｐｐｍの間のときに開始される、［７］に記載の方法。
［９］　前記光重合性層を露光する前記ステップが、前記チャンバー内の酸素濃度が３０
，０００ｐｐｍ以下のときに開始され、密閉容器中に前記不活性ガスを導入することによ
って、前記露光中に酸素濃度を低下させる、［７］に記載の方法。
［１０］　前記光重合性層を露光する前記ステップが、前記密閉容器内の酸素濃度が３０
，０００ｐｐｍ～７５００ｐｐｍの間のときに開始され、前記不活性ガスおよび酸素を前
記チャンバー内に導入することによって、前記露光ステップの間に前記酸素濃度が維持さ
れる、［７］に記載の方法。
［１１］　前記光重合性層の前記露光ステップが合計時間にわたって行われ、前記酸素濃
度が、前記合計時間に対する、特定の酸素濃度における時間のパーセント値に基づいた酸
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素濃度の加重平均である、［７］に記載の方法。
［１２］　前記環境が前記不活性ガスとして窒素を含み、前記酸素濃度が３０，０００ｐ
ｐｍ～７５００ｐｐｍである、［１］に記載の方法。
［１３］　前記環境が前記不活性ガスとして窒素を含み、前記酸素濃度が２５，０００ｐ
ｐｍ～７５００ｐｐｍである、［１］に記載の方法
［１４］　前記環境が前記不活性ガスとして窒素を含み、前記酸素濃度が２０，０００ｐ
ｐｍ～７５００ｐｐｍである、［１］に記載の方法。
［１５］　ステップｃ）の後に、前記要素が印刷領域のパターンを有する凸版印刷版とな
り、前記方法が、
　ｄ）印刷シリンダーの上または印刷シリンダーに隣接して前記印刷版を固定するステッ
プと；
　ｅ）前記印刷版の前記印刷領域にインクを塗布するステップと；
　ｆ）前記印刷領域の前記インクを前記基材に接触させ、それによってインクの前記パタ
ーンを前記基材上に転写するステップと
をさらに含む、［１］に記載の方法。
［１６］　前記インクが溶剤インクであり、前記基材がポリマーフィルムである、［１５
］に記載の方法。
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